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内容概要

　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：薄膜物理与器件》主要论述了薄膜物理与薄膜器件
的基本内容，并概括介绍了在新材料技术领域中有着重要应用的几类主要的薄膜材料。
书中比较系统地介绍了薄膜的物理化学制备原理与方法，包括蒸发镀膜、溅射镀膜、离子镀、化学气
相沉积、溶液制膜技术等；同时介绍了薄膜的形成，薄膜的结构与缺陷，薄膜的电学性质、力学性质
、半导体性质、磁学性质、超导性质等；此外，还扼要介绍了几类重要薄膜材料及其性能，分析归纳
了相关研究发展动态。
　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：薄膜物理与器件》可作为材料科学与工程、电子科
学与工程、电子材料与元器件、半导体物理与器件、应用物理学等专业的教材或教学参考书，也可供
相关科技、企业、公司的管理和技术人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：2.6.3脉冲激光沉积薄膜技术的改进脉冲激光沉积的薄膜表面存在着大小不一的颗粒，
且面积小、均匀性差。
而商业应用要求大颗粒少于1个／cm2，这是该技术目前难以商业化的主要原因之一。
为了克服这些致命缺点，人们针对成膜机理和实验手段进行了大量的研究和改进，其中实验参数的优
化和新型超短皮秒或者飞秒激光器的使用是关键。
实验参数的优化是制备优质膜技术的关键所在。
其主要参数如激光波长、激光能量强度、脉冲重复频率、衬底温度、气氛种类、气压大小、离子束辅
助电压电流、靶－基距离等的优化配置是制备理想薄膜的前提。
另外，靶材和基片晶格是否匹配，基片表面抛光、清洁程度均影响到膜－基结合力的强弱和薄膜表面
的光滑度。
粒子束放电辅助能够筛分沉积到基片的粒子取向、增加薄膜表面的光滑度；采用合适大小的激光能量
强度、靶－基距离、基片旋转法、或能过滤慢速大质量粒子的斩波器等均可起到光滑表面的作用。
为了能采用PLD法制备大面积均匀薄膜，KeyiCaiyomh激光圆形扫描和激光复合扫描沉积薄膜方式，使
激光束可以按一定的轨迹旋转，旋转的激光束射人真空系统中剥离靶材，其等离子体云再作用到以一
定角速度旋转的基片上成膜。
经过参数优化，可以得到均匀性优于98％、直径大于50mm的大面积薄膜。
通过计算机仿真方法来优化实验参数也是很有指导意义的，主要的仿真方法有数值分析法和蒙特卡罗
模拟方法。
其中，蒙特卡罗方法是由Bird在计算单一气体松弛问题时最先采用的。
其实质是用适当数目的模拟分子代替大量的真实气体分子，用计算机模拟由于气体分子运动碰撞、运
动而引起的动量和能量的输运、交换、产生气动力和气动热的宏观物理过程，从而可以较数值分析方
法更真实地仿真实验的真实情况。
Itina等把.Birc的思想在脉冲激光沉积薄膜过程模拟方法中进行了一系列比较成功的应用，详细考虑了
原子沉积、扩散、成核、生长和扩散原子的再蒸发，及不同背景气体、不同气压对不同质量数的粒子
的作用差异，对薄膜沉积速率等做了许多成功的估算。
如模拟得出25Pa的压强下质量数小（小于27）的粒子、40Pa压强下质量数较大（如60左右）的粒子沉
积均匀性可达到最好。
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编辑推荐

《薄膜物理与器件》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材之一。
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